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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ี  ไดท้  าการศึกษาการประยุกต์พลาสมาบนแผ่นซับสเตรตทองแดง  โดยใช้แก๊ส

ผสมระหวา่ง  10%Ar + 90%H2  ส าหรับการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน  ดว้ยวิธีการตกสะสมไอ

เคมี  โดยใช้เอทานอลเป็นแหล่งก าเนิด  และนิกเกิลออกไซด์เป็นสารตั้งตน้ของโลหะคะตะลิสต ์ 

ตามล าดบั  โดยโลหะคะตะลิสต์จะถูกเตรียมโดยการหยดลงบนซับสเตรตทองแดง  และท าการ

สังเคราะห์ทอนาโนคาร์บอนบนแผน่ทองแดงดงักล่าว  อตัราการหยดเอทานอล  1 drop/3 min  ใช้

อุณหภูมิในการสังเคราะห์  700 ºC  เป็นเวลา  3 ชัว่โมง  ไดท้  าการศึกษาผลจากการประยุกต์

พลาสมาบนแผน่ซบัสเตรตทองแดง  ปัจจยัการเกิดท่อนาโนคาร์บอน  และขนาดท่อนาโนคาร์บอน  

โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการทดลอง  คือ  ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งการสังเคราะห์  โดยการ

เพิ่มความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 

 ผลการทดลอง  เม่ือน าแผ่นทองแดงท่ีประยุกต์พลาสมาดว้ยแก๊สผสมระหว่าง  10%Ar + 

 90%H2  มาศึกษาลกัษณะเฉพาะดว้ยกล้องจุลทรรศน์แสง  พบว่า  พื้นผิวมีความสะอาด  มีความ

ขรุขระเพิ่มมากข้ึน  Rms (Rq)  57.874 nm  สามารถซึมซบันิกเกิลคะตะลิสตไ์ดดี้  พิจารณาจากค่า

มุมสัมผสัเฉล่ีย  55.4 ± 48.2 degree  และท่อนาโนคาร์บอน  เง่ือนไข  ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 5 V  



จ 
 

ช้ินงานล าดบัท่ี 5  ซบัสเตรตทองแดงดา้นบนแอโนด (+)  ดา้นล่างแคโทด (-)  มีลกัษณะโครงสร้าง

ของท่อนาโนคาร์บอนสมบูรณ์มากท่ีสุด  เส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย  22.25  nm 
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ABSTRACT 

 The experiment was carried out to plasma treatment on copper substrate used for 10%Ar 

+ 90%H2 gas for carbon nanotubes by a chemical vapor deposition process. The source of carbon 

and metal catalyst were ethanol (C2H5OH) and nickel oxide (NiO) respectively. Metal catalyst 

were prepared by dropping on copper substrate. Then CNTs were synthesized on this copper 

substrate with ethanol dropping in the rate of 1 drop/3min into the furnace at 700 oC for 3 hr. The 

experimental condition were studied the effect of copper substrate plasma treatment by varying 

the voltate between synthesis and the growth characteristic of CNTs. 

 The copper substrate were characterized by optical microscopy. It was found that , the 

surface was cleaning. The roughness increase to 57.874 nm. The copper substrate well – adsorbed 

nickel catalytic determined by contact angle average 55.4 ± 48.2 degree.  The condition of Volt 

 = 5 V , No 5. , the substrate upper is anode and bottom is cathode. That better characteristic and 

diameter in the range of 22.15 nm. 

  


